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概  要 

 

蒸着原料を電子ビームで直接加熱・蒸着させることにより、広範な膜厚制御が

可能であり，また、成膜時基材を回転させることにより、三次元の複雑形状の

コーティングも可能であることなどより、エネルギー機器部材へのセラミック

スコーティング技術として注目されている。（装置：図-1） 

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

従来技術（真空蒸着、プラズマ CVD 等）では困難だった高融点セラミックス

の高速成膜（数μm／分）が可能であり、また、独特の柱状･羽毛状構造を有

するナノ構造セラミックス膜（図-2,3）も形成することも可能なため、発電用・

航空機用ガスタービンなどの、高温での機能が重視される分野への適用が期待

されている。 

本技術の 

有用性 

高融点セラミックスの高速成膜が可能であり、また、その蒸発粒子がナノオー

ダーであり、結晶構造制御が可能であることより、ﾅﾉ構造ｾﾗﾐｯｸｽ膜として様々

な分野での適用が期待できる。 

関連情報 

（図・表・写真等） 

 

 

適用可能製品 
発電用・航空機用ガスタービン、高温作動電極などの、高温での機能が重視さ

れる分野への波及が期待されている。 
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高融点セラミックスの高速成膜が可能なコーティング 

電子ビーム物理蒸着（EB-PVD）によるセラミックスコーティング技術 

図-1 EB-PVD 装置 図-２ ｺｰﾃｨﾝｸﾞ膜の断面構造 図-３ 遮熱層のナノ構造 

EB-PVD 遮熱層 

EB-PVD 金属結合層 10μｍ 


